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KESAN ROSELLE TERHADAP SIF AT CHITOSAN FILEM SENSOR P ADA 
PENGESANAN KEPEKATAN BAJA. 

ABSTRAK 

Tujuan projek ini adalah untuk menganalisis ciri-ciri penderiaan sensor kitosan filem 
(CFS) dan campuran kitosan-roselle sensor filem (CRBFS) dalam pelbagai kepekatan 
baja. Projek ini telah membentangkan fabrikasi dan pencirian filem kitosan scrta 
campuran kitosan dan roselle. Kepekatan kitosan scbanyak 1.75% w/v Lelah dipilih 
sebagai kepekatan yang terbaik untuk filcm kitosan. Ia Lelah LerbukLi dari ujian elektrikal 
bahawa kedua-dua CFS dan CRBFS dapat beroperasi pada suhu bilik dan memenuhi 
scmua ciri-ciri penderiaan yang diperlukan termasuk memberi tindak balas yang baik, 
pemulihan, kepekaan, kebolehulangan, kestabilan dan pemilihan apabila terdedah kepada 
tidara basah, udara kering dan kcpckatan baja yang bcrbeza bermula dari 1 Oppm hingga 
50ppm. Semua sensor filem Lelah menunjukkan Lindak balas yang baik dalam kedua-dua 
medium samaada air dan tanah. Manakala bagi campuran larutan anLara kitosan dan 
roselle, kepekatan kiLosan sebanyak 1.50% telah dipilih untuk dicampur dengan ekstrak 
roselle berdasarkan sifat elcktrik d<:m pcnderiaan terbaik yang diperolehi semasa ujikaji. 
CRBFS memberi nilai Lindak balas terbaik berbanding CFS dengan nilai 80% kepada 
90%. UV-VIS spekLrum kitosan menunjukkan 1.75% w/v daripada kepekatan kitosan 
yang paling tinggi inLensiti untuk 1ilem kiLosan dan 1.5% w/v daripada kepekatan kitosan 
untuk lilcm campuran kitosan. CRBFS menunjukkan prestasi terbaik denganjurangjalur 
Optik dengan oiJai 2.6Je V clan pengaJiran cJektrik dengan niJaj 3.17 X 10"4 Sm·l manakala 
CFS mcnunjt1kkan prestasi dengan jurang jalm optik dengan nilai 2.87e V dan pengaliran 
elcktrik dcngan nilai 3.02 X 10"5 Sm"1. Keputusan AFM dari filem kitosan pula 
mcnunjukkan dengan pcningkatan dalam kepckatan kitosan juga mcmbawa kepada 
peningkatan saiz bijian. Kitosan-rosellc campuran juga menunjukkan pcningkatan pada 
sa iz butiran apabila meningkat kuantiti ekstrak roselle yang digunakan. Dengan 
pcningkatan dalam saiz bt~Liran, maka kekasaran pada permukaan meningkat. Jmej-imej 
AFM juga mcnunjukkan bahawa jika pcrmukaan kasar maka permukaan filem 
mcmpunyni kawasan interaksi yang Jebih besar dan mcmbuktikan bahawa 1ilem-1ilem 
lebih sensitif semasa ujian elektrik dengan tindakan yang cepat dan stabil. Perubahan 
struktur mikro dan permukaan morfologi adalah berkaitan dengan prestasi elektrik, 
peningkatan saiz butiran dan kekasaran permukaan membawa kepada pengurangan dalam 
bilangan sempadan bijian. Im~j-imej SEM untuk CFS dan CRBFS jt1ga menunjukkan 
bahawa kitosan dan campuran kitosan filem dengan kcpekatan yang berbeza juga 
mcmpunyai struktur morfologi yang bcrbc.la. Imej-imej CFS dan CRBFS menunjukkan 
permukaan yang baik dan padat. Dari ujian haba (TGA. DTG dan DSC'), menunjukkan 
CFS dcngan kepckatan l. 75% w/v mempunyai suhu lcbur yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan kcpckatan kitosan yang lain. Ini bcrmakna kiLosan lilcm dengan kepekatan 1.75% 
w/v mcmberikan rinLangan haba yang lebih tinggi daripada 1ilem kitosan dcngan 
kcpckatan yang lain. Uj ian haba untuk 1i !em campuran kitosan juga mcnunj ukkan bahawa 
1.50% w/' dengan 4% w/v (96:4) ekstrak roselle mcnunjukkan suhu lebur yang lebih 
tinggi bcrbanding dcngan campuran yang lain. flasil ujian dari FTJR mcnunjukkan 
bahawa pcratusan intensiti tidak wujud di CFS telapi dengan CRBFS ianya wujud dan 
ujian clcktrik yang dilakukan telah bertambah baik dengan pcnambahan ekstrak roselle. 
Pemcrhatian XRD juga membuktikan bnhawa CRBFS adalah lebih tinggi dan stabil 
bcrbandiug dengan CFS dalam peratusan penghabluran relatif. Penghabluran ini Lelah 
dipcrtingkatkan daripada intcraksi intra dan antara molekul, yang dijclaskan olcb ikatan 
hidrogcn dalam kitosan dan kitosan campuran. Dengan kesemua ujian spcktroskopi, 
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